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<§) Vorrichtung und Verfahren zum Behandeln von Substraten in einem Huid-Beh§lter 

<S) Voniehtung zum Behandeln von Substraten (3) In einem 
Fluid-BehSItar (1), in dam die Substrate (3) vonelnander 
beabstandet als Paketa einsetzbar sind, wobe! aine Haftelei- 
ste (6} auf den oberen Randberefeh der Substrate (3) 
auflegbar tet, dadurch geksnnieichnet, daG die Halteieiate 
(8) wShrend wenlgstens sines Tells des fin- und/oder 
Ausfahr-Vorgangs der Substrata (3) auf dissert liegt. 



a 

ss 

CO 

s 



HI 

O 




8UNDESDRUCKERE1 02.98 802116/787 



20 



DE 197 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Vorrichtung und ein Ver- 
fahren zum Behandeln von Substraten in einera Fluid- 
Behalter, in den die Substrate voneinander beabstandet 
als Pakete einsetzbar sind, wobei eine Halteleiste auf 
den oberen Randbereich der Substrate auflegbar ist. 

Bet Vorrichtungen, wie sie beispielsweise a us der 
EP 0 385 536 Al der US 5 265 184 Oder der auf die An- 
melderin der vorliegenden Anraeldung zuriickgehenden 
DE 44 13 077 Al bekannt sind, werden die Substrate mit 
einer Substrataufnahme-Vorrichtung im Fluid-Behalter 
oder in einem SubstrattrSger entweder mittels einer 
3-Punkt-Halterung oder mit einer 1-Purikt- Halterung 
und zusatzlichen Fuhrungsschlitzen an den Innenseiten 
der Behalter-Wandung bzw. Schlitzen in den Wandun- 
gen einer Haube gehalten, Im Faile der 3-Punkt- Halte- 
rung beschrankt sich das Halten der Substrate auf einen 
kieinen Kantenbereich auf der Unterseite der Substrate. 
Insbesondere bei der Behandlung von grofien Wafer- 
Abmessungen bzw. -durchmessern, beispielsweise von 
300 mm ist eine solche Halterung jedoch nicht sicher, da 
nicht ausgeschlossen werden kann, daB sich die Wafer 
zumindest im oberen, von der Halterung entf ernten Be- 
reich aneinander anlehnen und dadurch die AusschuBra- 
te groB ist Das BerGhren der nebeneinander angeord- 
neten Substrate wird insbesondere auch beim Heraus- 
heben der Wafer aus dem Fluid durch die Kapillarwir- 
kung zwischen den Wafern begfinstigt Die Verwen- 
dung von Fuhrungsschlitzen und seitlichen Halterungen 
im Fluid-Behalter bzw. in einer uber dem Fluid-Behalter 
angeordneten Haube weist den Nachteil auf, daB die 
Herstellungskosten fur die Behaiter und/oder die Hau- 
ben wesentlich hdher sind. Darfiberhinaus beeintrachti- 
gen derartige Schlitze eine moglichst stSrungsfreie, 
gleichmaBige Strdmung des Behandlungsfluids im Be- 
haiter. Ffihrungsschlitze erschweren weiterhin die Rei- 
njgung bzw. Trocknung des Behalters bzw. der Haube. 
Aber auch bei der Verwendung von FQhningsschlitzen 
in der Trocknungs haube ist insbesondere bei Substraten 
mit groBen Abmessungen das EinfQhren der Substrate 
in die Schlitze insbesondere aufgrund der Kapfllarwir- 
kung zwischen den aus dem Behandlungsfluid herausge- 
hobenen Substraten nicht sichergestellt, so daB dadurch 
Beschadigungen an den Substraten auftreten konnen. 

Ein weiterer Nachteil der bekannten Anordnungen 
besteht darin, daB bei schnellem Einstromen von Fluid 
unterhalb der Substrate in den Behaiter die Gefahr be- 
steht, daB die Substrate angehoben werden bzw. auf- 
schwimmen Dadurch ist der sichere, parallele und beab- 
standete Halt der Substrate in der Substrat-Aufnahme- 
vorrichtung bzw, in einem SubstrattrSger nicht gewahr- 
Iefstet 

Aus der US 5 488 964 ist eine Vorrichtung der ein- 
gangs genannten Art bekannt, bei der ein Stab oder eine 
Platte wahrend der Behandlung im Fluid-Behalter auf 
flache Bereiche von Substraten aufgelegt wird, urn ein 
Aufschwimmen der Substrate zu verhindern. Dieser 
Stab oder diese Platte wird erst dann mittels einer An- 
triebseinrichtung uber die Substrate geschwenkt bzw. 
auf diese abgesenkt, wenn sie in den Fluid-Behalter etn- 
gesetzt sind Vor dem Entfernen der Substrate aus dem 
Fluid-Behalter wird der Stab bzw, die Platte wiederum 
verschwenkt bzw. angehoben, urn die Substrate aus dem 
Fluid-Behalter zu entfernen. Eine derartige Anordnung 
ist sehr aufwendig, und insbesondere im Hinblick auf 
das Verschwenken ist ein groBer Raumbedarf fiber dem 
Fluid-Beh&lter erforderlich. DarQberhinaus sollen die 
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Substrate wahrend des Be- und Entladens von diesem 
Stab oder dieser Platte nicht gehalten werden. Daher 
besteht die Gefahr, daB sich die Substrate aneinander 
anlehnen und beruhren. 
5 Der Erfindung Iiegt die Aufgabe zugrunde, eine Vor- 
richtung und ein Verfahren der eingangs genannten Art 
zu schaffen, bei der auch groBe Abmessungen aufwei- 
sende Substrate wahrend der Behandlung und/oder 
wahrend des Ein- und Ausfahrens in das bzw. aus dem 
to Fluid-Becken sicher gehalten werden. 

Die gestellte Aufgabe wird erfindungsgemaB dadurch 
geldst, daB die Halteleiste wahrend des Ein- und/oder 
Ausfahr-Vorgangs bzw. wahrend des Be- und/oder Ent- 
lade-Vorgangs auf den Substraten aufliegt bzw. liegen- 
15 bleibt Auf diese Weise ergibt sich fur die Substrate auch 
im oberen Bereich ein Halt, so daB die Gefahr einer 
Beruhrung der Substrate oder Wafer bei der Behand- 
lung im Fluid-Behalter oder beim Ein- und Ausfahren 
vermieden wind, und zwar insbesondere auch bei Wa- 
20 fern mit groBen Abmessungen, Weiterhin ist auch bei 
schnellem Fluid -EinlaB von unten oder bei der Verwen- 
dung von starken EinlaBdfisen kein Anheben bzw. Auf- 
schwimmen der Substrate mOgiich. Aufgrund der Halte- 
leiste sind auch Fuhrungsschlitze in bzw. an der Behal- 
25 terwand und/oder in oder an der Haubenwand ggf. nicht 
erforderlich, so daB die Herstellungskosten der erfin- 
dungsgemaBen Vorrichtung kleiner sind, eine nachteil- 
ige Beeinflussung der Fluids trSmung vermieden, und 
das Reinigen des Behalters oder des Beckens verein- 
30 fachtwird. 

Gemafl einer sehr vorteilhaften Ausfuhrungsform der 
Erfindung ist die Halteleiste vorzugsweise senkrecht in 
einer Fuhrung verschiebbar, die im Fluidbecken und/ 
oder in einer Beckenhaube vorgesehen ist Die Fuhrung 
35 kann dabei beispielsweise eine Schiene sein, die an einer 
Beckenwand und/oder an einer Hauben-Wand vertikal 
angeordnet ist. In oder auf dieser Schiene gleitet ein 
Schlitten, der fiber einem Winkeielement mit der waag- 
recht angeordneten Halteleiste verbunden ist. 
40 Die Halteleiste liegt vorzugsweise mit ihrem Eigenge- 
wicht auf den Substratkanten auf. Dazu ist gemafi einer 
weiteren Ausfuhrungsform der Erfindung das Gewicht 
und/oder das Material der Halteleiste entsprechend 
dem gewQnschten Auflagegewicht der Halteleiste auf 
45 den Substraten gewShlt Bei Verwendung einer Ffih- 
rungsschiene zur senkrechten Verschiebung der Halte- 
leiste wird dabei die Halteleiste vorzugsweise zusam- 
men mit dem Substratpaket abgesenkt bzw. angehoben, 
ohne daB eine eigene Antriebsvorrichtung fur die Hake- 
so schiene erforderlich ist 

Fur spezielle Anwendungsformen kann es jedoch 
auch vorteilhaft sein. die Halteschiene unabhangig vom 
Anheben oder Absenken der Substrate getrennt zu be- 
wegen. Fur diesen Fall ist die Halteleiste fiber entspre- 
55 chende Verbindungselemente mit einer Antriebsvor- 
richtung, beispielsweise einem Schrittinotor oder einem 
Mitnehmer der mit der Antriebseinrichtung der Sub- 
strat-Aufnahmevorrichtung in Verbindung steht, oder 
dergleichen verbunden. 
60 Die Halteleiste erstreckt sich vorzugsweise fiber die 
gesamte Breite des Substratpakets, so daB sie alle Sub- 
strate des Pakets halt 

GemaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Er- 
findung weist die Halteleiste auf der den Substraten 
65 zugewandten Seite Ausnehmungen, beispielsweise ker- 
benartige oder sich v-formig verengende Schlitze auf, in 
denen die Substratkanten liegen. Die Ausnehmungen 
gewahrieisten einen sicheren Halt der Substrate und 
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verhindern eine Lage&iderung zueinander. Auch bei 
Auftreten hoher Kapillarkr&fte zwischen den Substra- 
ten bleiben diese irn Paket aufrecfat und parallel hinter- 
einander stehen und sind voneinander sicher beabstan- 
det. Dadurch werden Berfihrungen zwischen den Sub- 
straten vermieden, an denen auch der Trocknungsvor- 
gang nur sehr schwer moglich ist und Partikelgefahr 
besteht 

GemSfl einer weiteren Ausfuhrungsform der Erfin- 
dung sind die Abstande zwischen den Ausnehmungen 
entsprechend den vorgesehenen Abst&nden zwischen 
den Substraten gewShlt, so daB entsprechend der Ab- 
standswahl der Ausnehmungen der Halteleiste die Ab- 
st&nde der Substrate zueinander im Substratpaket fest- 
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sind die Halteleiste(n) in einem vorgegebenen Abstand, 
der vorzugsweise 3 bis 20 mm betragt, uber der Oberfia- 
che des Behandlungs- oder SpQlfluids gehaiten, so daB 
die Halteleiste nicht mit dem Fluid in Beruhrung kommt, 
und auch soweit uber der Fiuidoberf&che gehalten ist, 
daB keine Spritzer oder Tropfen an die Halteleiste ge- 
langen konnen. Da beim Herausheben der Substrate aus 
dem Fluid Adhasionskrafte zwischen dem Fluid und 
Substraten auftreten und durch Kapillarwirkung zwi- 
schen den Substraten ein Wasserfilm mit nach oben 
gezogen wird sollte die Leiste 2 bis 20 mm flber der 
Fluidoberflache bleiben, urn nicht naB zu werden. Die 
Halteleiste wartet also in dem vorgegebenen Abstand 
uber der Fluidoberflache auf die aus dem FIuid-Beh&lter 



gelegt wird Befinden sich in der Substrat-Aufnahme- 15 anzuhebenden Substrate. Die Halteleiste(n) wird bzw. 



vorrichtung des Beckens und/oder dem Substrattrager, 
etwa einem Substratcarrier, ebenfalls Aufnahmeschiitze 
mit defmiertem Abstand zueinander, so sind die Abs&n- 
de der Ausnehmungen der Halteleiste vorzugsweise 
entsprechend den Abst&nden der Schlitze gew&hlt. Hin- 
sichtlich der Ausbildung von Aufnahme-Vorrichtungen 
und/oder Schlitzen fur die Aufnahme der Substrate in 
Fluid-Behaitern bzw. im Substrattrager wird insbeson- 
dere auf die nicht-vorver6ffentlichten DE 195 46 990 Al 
DE 196 15 108 Al sowie auf die DE 44 28 169 Al dersel- 
ben Anmelderin verwiesen, deren Inhalt insofern zum 
Gegenstand der vorliegenden Anmeldung gemacht 
wird 

Filr einen sicheren, definierten Halt der Substrate, 
seien es nun scheibenfSrmige oder rechteckige Substra- 
te, sind drei Punkte erforderlich. Bei Verwendung einer 
Halteleiste vorzugsweise am hdchsten Punkt der Sub- 
stratkante wird dadurch ein Haltepunkt definierte so 
daB zwei weitere Haltepunkte in der Substrat-Aufnah- 
mevorrichtung des Fluid-Beh&lters oder des Substrat- 
tragers ausreichen und FQhrungsschlitze in den Behal- 
ter- und/oder Haubenwanden nicht erforderlich sind, 
Beispiele fur Substrat-Aufnahmevorrichtungentnit min- 
destens zwei Haltepunkten sind beispielsweise in der 
bereits erwahnten DE 44 13 077 Al sowie in den nicht- 
vorverSffentlichten DE 195 46 990 Al und DE 196 15 
108 A 1 beschrieben, deren Inhalte zur Vermeidung von 
Wiederholungen auch insofern zum Inhalt der vorlie- 
genden Anmeldung gemacht werden. 

GemaB einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungs- 
form der Erfindung sind wenigstens zwei Halteleisten 
vorgesehen, die voneinander beabstandet auf obere 
Kantenbereiche der Substrate bzw. des Substratpakets 
auflegbar sind Auf diese Weise definieren die wenig- 
stens zwei Halteleisten bereits zwei Haltepunkte, so daB 
die Substrataufnahmevorrichtung im Fluid-Behalter le- 
diglich einen Haltepunkt aufweisen muB, der vorzugs- 
weise eine messerartige Kante ist, die zur Anhebung der 
Substrate vorgesehen ist Weitere Haltepunkte sind bei 
dieser Ausfuhrungsform im Fluid-Behalter nicht erfor- 
derlich, so daB der Fluid-Behtlter klein gebaut werden 
kann und damit nur ein kleines Fluid-Volumen bendtigt, 
kostengCinstig herstellbar ist und mit einfachsten Mit- 
teln eine zuveriassige Halterung der Substrate wahrend 
der Substratbehandlung und wahrend des Ein- und Aus- 
fahrens ermdglicht 

GemaB einer weiteren sehr vorteilhaften AusfQh- 
rungsform insbesondere in Zusammenhang mit einem 
Trocknungsvorgang, wenn also die Substrate zum 
Trocknen aus einem Behandlungsfluid, etwa einem 
Sp Qlfluid herausgehoben werden, liegt bzw. iiegen die 
Halteleisten) nicht auf den Substraten auf, wenn sie im 
Behandlungsfluid eingetaucht sind Vielmehr ist bzw. 



werden dann beim weiteren Ausheben der Substrate 
mit angehoben. 

Ausgehend von dem eingangs genannten Verfahren 
wird die gesteilte Aufgabe durch ein Verfahren gelflst, 
20 bei dem die Halteleiste wahrend wenigstens eines Teils 
des Ein- und/oder Ausfahr-Vorgangs bzw. wenigstens 
eines Teils des Be- und/oder Entlade-Vorgangs der Sub- 
strate auf diese aufgelegt wird Die damit erzielten Vor- 
teile entsprechen denen, die zuvor in Zusammenhang 
25 mit der erfindungsgemaBen Vorrichtung genannt wur- 
den. 

Bei einer besonders vorteilhaften Ausftthrungsform 
insbesondere in Zusammenhang mit dem Trocknen der 
Substrate nach einem Behandlungs- bzw. Spulvorgang 
30 sind folgende Verfahrensschritte vorgesehen: 

a) Einsetzen der Substrate in den Fluid-Behalter; 

b) Behandeln der Substrate im Fluid-Beh&lter; 

c) Anheben der Substrate aus dem Fluid-Behalter; 
35 d) Auflegen einer Halteleiste (6) auf die oberen, 

bereits aus dem Behandlungsfluid herausgehobe- 
nen Randbereiche der Substrate und 
e) weiteres Ausheben der Substrate zusammen mit 
der Halteleiste. 
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Mit diesem Verfahren ist sichergestelit, daB die Halte- 
leiste selbst nicht mit dem Behandlungs- bzw. SpQlfluid 
in BerOhrung kommt bzw. benetzt wird, was zur Foige 
hatte, daB die Substrate nicht oder nur mit hohem Auf- 
wand zuveriassig trocken werden. Dennoch wird den 
Substraten durch die uber der Fluidoberflache bereit- 
stehende, wartende Halteleiste nach dem Austria aus 
dem Behandlungsfluid, wenn $ie also bereits trocken 
sind ein Halt gegeben, so daB ein Zusammenziehen der 
Wafer zueinander und ein Beruhren derselben verhin- 
dert wird Die Tendenz, daB sich die Substrate insbeson- 
dere beim Austritt aus dem Behandlungsfluid nahern 
und beruhren, wird durch Krafte bewirkt, die aufgrund 
der Kapillarwirkung des Wassers zwischen den Substra- 
ten auf tritt 

Das Auflegen der Halteleiste auf die aus dem Behand- 
lungsfluid herausgehobenen Randbereiche der Substra- 
te ttfolgt vorzugsweise durch eine Relativbewegung 
zwischen Halteleiste und Substraten, wobei insbesonde- 
re die Halteleiste in einem vorgegebenen Abstand tlber 
der Fluidoberfliche wartet, und die Substrate von unten 
an die wartende Halteleiste angehoben werden. 

Insbesondere dann, wenn die Haube, die gemfifl dem 
Marangoni- Verfahren vorzugsweise mit einem den 
Trocknungsvorgang beschleunigenden und verbessern- 
den Fluid, beispielsweise mit alkoholhaltigem Stickstoff 
geflutet wird, FQhrungen in oder an ihren Innenwanden 
fiir die Substrate aufweist, ist es vorteilhaf t, die Halteiei- 
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ste von den Substraten beispielsweise durch weiteres 
Anheben zu entf ernen, wenn die Substrate in die Fiih- 
rungen eingefuhrt worden sind und darin gehalten wer- 
den. Im Falle von Hauben mit Fuhrungsschlitzen ist da- 
nach die Halteleiste nicht mehr erforderlich und rnogli- 
cherweise sogar nachteitig. 

Die Fuhningsschlitze der Haube diirfen nur so weit 
nach unten reichen, da8 sie nicht mit dera Fluid in Be- 
ruhrung kommea Die Substrate werden daher in einera 
Bereich oberhalb der Fluidoberflache, wo die durch die 
Kapillarwirkung des Wassers zwischen den Substraten 
auftretenden Krafte am gr6fiten sind, durch die Halte- 
leiste in definierten Abstand zueinander gehalten bis sie 
sicher und zuverlassig in die Fuhningsschlitze der Hau- 
be eintreten und danach von diesen gehalten werden. 

Es ist auch moglich, die Halteleiste beim Einsetzen 
der Substrate in den Fluid-Behalter zu verwenden, in- 
dem sie w&hrend des Ladevorgangs auf den Substraten 
aufliegt 

Dies ist jedoch nicht erforderlich, wenn die Substrate 
zusammen mit einem Substrattr&ger, einem sogenann- 
ten Carrier, in den Fluid-Behalter eingesetzt und erst 
beim Trocknungsvorgang aus dem Substrattrager und 
aus dem Fluid-Behalter angehoben werden. 

Unter dem Begriff Substrate sind nicht nur Wafer, 
sondern auch andere platten- oder scheibenfflrmige Tei- 
Le, wie CD's, Masken, LED-Anzeigetafein oder derglei- 
chen zu verstehen. 

Die Erfindung wird nachfoigend anhand eines bevor- 
zugten Ausfuhrungsbeispiels unter Bezugnahme auf ei- 
ne einzige Schemazeichnung erillutert 

Ober einem Fluid-Behalter 1 befindet sich eine Haube 
X die beispielsweise der Trocknung von Substraten 3 
dient, wie dies in der DE44 13 077 Al oder der nicht- 
vorveroffentlichten DE 195 00 239 Al oder DE 196 15 
108 Al derselben Anmelderin beschrieben ist 

Im Fluid-Beh&lter 1 befindet sich erne Substrat-Auf- 
nahmevorrichtung 4 mit Schlitzen oder Einkerbungen 5 t 
in denen die schematisch angedeuteten Substrate 3 ste- 
hen. Da die Ausbildung der Substrat- Auf nahmevorrich- 
tung 4 nicht Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist, 
wird auf eine Eri&uterung derselben verzichtet und inso- 
fern auf die bereits erwahnten DE 44 13 077 Al, die DE 
195 46 990 Al und die DE 196 15 108 Al verwiesen. 

Auf der Oberseite der Substrate 3 iiegt eine Haltelei- 
ste 6 auf. Die Halteleiste 6 weist ebenfalls Ausnehmun- 
gen in Form von derben oder v-f5rmigen Einschnitten 7 
auf, in denen die oberen Kanten der Substrate 3 gehal- 
ten sind. Die Halteleiste 6 gewahrleistet einen sicheren 
Halt der Substrate 3 in aufrechter, paralleler Lage und 
verhindert die Bertthrung der Wafer auch bei groflen 
Abmessungen und einer hohen Anziehungskraft durch 
Kapillarwirkung insbesonderc bei hoher Packungsdich- 
te bzw. geringem Abstand. 

Bei der dargestellten Ausfuhrungsform ist die Halte- 
leiste 6 mit einem Schlitten 8 verbunden, der in oder auf 
einer Schiene 9 gieitet, die auf einer Innenseite 10 einer 
Fluidwand 11 des Fluid-Behalters 1 angebracht oder 
ausgebildet ist Die Schiene 8 setzt sich in der Haube 2 In 
einem oberen Schienenabschnitt 12 fort, der entspre- 
chend der Schiene 9 des Fluid-Behalters 1 ausgebildet 
ist 

Nach der Behandlung der Wafer 3 im Fluid-Behfilter 
1 werden diese durch Anheben der Substrat- Aufnahme- 
vorrichtung 4 zusammen mit der auf den Substraten 3 
liegenden Halteleiste 6 zum Trocknen in die Haube 2 
angehoben. Der mit der Halteleiste 6 fest verbundene 
Schlitten 8 gleitet dabei auf der Schiene 9 des Fluid-Be- 
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halters 1 und des oberen Schienenabschnitts 12 in der 
Haube 2 nach oben und gibt den Substraten 3 auch 
wahrend dieses Vorgangs einen sicheren Halt 

Nach AbschluB des Trocknungsvorgangs werden die 
Wafer in einen nicht dargestellten Wafertr&ger oder 
-Carrier abgesenkt, der sich im Behalter 1 befindet Die 
Haube wird zusammen mit der sich am oberen Ende der 
Haube 2 befindlichen Halteleiste 6 seitlich verschoben, 
wie dies durch den Pfeil 13 angedeutet ist Dadurch 
kommen die Wafer 3 sowohl von der Haube als auch 
von der Halteleiste 6 frei, so daft sie be* und entladen 
werden kdnnen. 

Die Erfindung wurde zuvor anhand eines bevorzug- 
ten Ausf uhrungsbeispiels erl&utert Dem Fachmann sind 
jedoch zahlreiche Abwandlungen und Ausgestaltungen 
maglich, ohne dafi dadurch der Erfindungsgedanke ver- 
lassen wird. Beispielsweise ist es mdgiich, lediglich in der 
Haube 2 eine Schiene zum Verschieben der Halteleiste 
6 vorzusehen, wobei der auf der Schiene 12 der Haube 2 
20 gleitende Schlitten 8 mit der Halteleiste 6 flber ein Hal- 
teelement verbunden ist, das im geschlossenen Zustand 
der Haube soweit in den Fluid-Behalter 1 hineinragt, 
dafi die Halteleiste 6 auch in der tiefsten Lage der Sub- 
strate 3 noch auf diesen aufliegt Sehr vorteilhaft ist 
25 auch eine Ausfuhrungsform insbesondere in Zusam- 
menhang mit dem Trocknungsvorgang, bei der bzw. bei 
dem die Halteleiste nicht mit dem Behandlungs- bzw. 
Trocknungs fluid in BerOhrung kommt, sondern ober- 
halb der Fluidoberflache wartet, bis sie die Substrate 
30 beim Herausheben aus dem Behandlungs fluid ergreift 
und in ihren Lag en parallel zueinander halt 

Eine weitere AusfQhrungsm6glichkeit besteht darin, 
die Halteleiste 6 unabhangig von der Bewegung der 
Substrat- Aufnahmevorrichtung 4 mittels einer eigenen 
35 Antriebsvorrichtung, beispielsweise eines Schrittmotors 
in eine beliebige Lage zu bewegen. Auch kdnnen die 
FOhrungs- und Bewegungselemente zum Anheben und 
Absenken der Halteleiste je nach den vorliegenden Ge- 
gebenheiten ausgebildet sein. Um die Stromungsver- 
40 haitnisse im Fluid-Behalter 1 oder in der Haube 2 durch 
eine Schiene 9 oder 12 nicht nachteilig zu beeinflussen, 
ist auch eine Ausfuhrungsform denkbar, bei der die 
Schiene in der Wandung des Fluid-Behaiters 1 lntegriert 
ist 
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Patentansprfiche 

1. Vorrichtung zum Behandeln von Substraten (3) 
in einem Fluid-Behalter (1), in dem die Substrate (3) 
voneinander beabstandet als Pakete einsetzbar 
sind, wobei eine Halteleiste (6) auf den oberen 
Randbereich der Substrate (3) auflegbar ist, da- 
durch gekennzeichnet, dafi die Halteleiste (6) wah- 
rend wenigstens eines Tefls des En- und/oder Aus- 
fahr-Vorgangs der Substrate (3) auf diesen liegt 

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafi die Halteleiste (6) in einer Fuhrung (9) 
verschiebbar ist, die im Fluid-Becken (1) und/oder 
in einer Beckenhaube (2) vorgesehen ist 

3. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, dafi das Gewicht und/ 
oder das Material der Halteleiste (6) entsprechend 
dem gewfinschten Auflagegewicht der Halteleiste 
(6) auf den Substraten (3) gewahlt ist 

4. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi sich die 
Halteleiste (6) fiber die Breite des Substratpakets 
hinweg erstreckt 
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5. Vorrichtung nacfa einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die Hal- 
teleiste (6) auf der den Substraten (3) zugewandten 
Seite Ausnehmungen (7) aufweist, in denen die Sub- 
stratkanten liegen. 5 

6. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprilche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Ab- 
stande zwischen den Ausnehmungen (7) der Halte- 
leiste (6) entsprechend den vorgesehenen Abstan- 
den zwischen den Substraten (3) gew&hlt sind. io 

7. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Ansprilche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ab- 
stinde zwischen den Ausnehmungen (7) der Halte- 
leiste (6) den Abstanden zwischen den Schlitzen (5) 
einer Aufnahmevorrichtung (4) und/oder eines 15 
Substrattragers entsprechen, in denen die Substra- 
te (3) stehen. 

8. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der Hal- 
teieiste (6) eine Antriebsvorrichtung zugeordnet ist 20 

9. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB wenig- 
stens zwei HaJteleisten (6) vorgesehen sind, die 
voneinander beabstandet auf obere Kantenberei- 
che der Substrate (3) auflegbar sind 25 

10. Vorrichtung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, dafi die Hal- 
teleiste (6) nicht auf den Substraten (3) aufliegt, 
wenn diese im Behandlungsfluid eingetaucht sind 

11. Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch ge- 30 
kennzeichnet, daB die Halteleiste (6) in einem vor- 
gegebenen Abstand aber der Oberflache des Be- 
handlungsfluids gehalten 1st und beim Ausfahren 
der Substrate (3) von diesen mit angehoben wird 

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch ge- 35 
kennzeichnet, daB der vorgegebene Abstand zwi- 
schen der Oberflache des Behandhmgsfiuids und 
der Halteleiste (6) 3 bis 20 mm betrSgt 

13. Verfahren zum Behandeln von Substraten (3) in 
einem Fluid-Behaiter (i\ in den die Substrate (3) 40 
voneinander beabstandet als Pakete eingesetzt 
werden, wobei eine Halteleiste (6) auf den oberen 
Randbereich der Substrate (3) aufgelegt wird, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Halteleiste (6) wah- 
rend wenigstens eines Teils des Ein- und/oder Aus- 45 
fahr-Vorgangs der Substrate (3) auf diese aufgelegt 
wird 

14. Verfahren nach Anspruch 13, gekennzeichnet 
durch folgende Ver f ahrensschritte : 

a) Einsetzen der Substrate (3) in den Fluid-Be- 50 
halter (1); 

b) Behandeln der Substrate (3) im Fluid-Behfil- 
ter(l); 

c) Anheben der Substrate (3) aus dem Fluid- 
Behalter(i); 55 

d) Auflegen einer Halteleiste (6) auf die obe- 
ren, bereits aus dem Behandlungsfluid heraus- 
ragenden Randbereiche der Substrate (3) und 

e) weiteres Anheben der Substrate (3) zusam- 
men rait de r Halteleiste (6)l eo 

15. Verfahren nach Anspruch 14, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB das Auflegen der Halteleiste gemSB 
Schritt d) wahrend des Anhebens der Substrate (3) 
bei wartender Halteleiste geschieht 

16. Verfahren nach einem der AnsprQche 13 bis 15, 65 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halteleiste (6) von 
den Substraten (3) entfernt wird, wenn diese von 
Filhrungen gehalten werden, die in einer Haube 



ausgebildet sind 

17. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Halteleiste (6) 
beim Einsetzen der Substrate (3) in den Fluid-Be- 
halter (1) auf diesen aufliegt 

18. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Substrate (3) zu- 
sammen mit einem Substrattrager in den Fluid-Be- 
halter (1) eingesetzt werden. 
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